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はじめに 

THz 波は光と電波の中間に位置する電磁波

であり、情報通信、非破壊検査、医療など様々

な分野で応用が検討されている 1)。THz技術の

実用化に向けては、光源の小型化・高出力化な

どに加えて、THz光学素子の高機能化も重要で

あると考えられる。一方、主にディスプレイと

して応用されている液晶材料は、電場や磁場な

どの外場により屈折率異方性などを制御でき

ることから、光学素子の高機能化に有効な材料

である。液晶材料の屈折率異方性は THz 帯で

も現れることが明らかになっており 2)、THzデ

バイスへの応用も期待される。さらに、近年で

は THz 帯において大きな屈折率異方性を有す

る新たな液晶材料の開発に関する取り組みも

行われている 3)。本研究では、マイクロラビン

グ 4)と呼ばれる液晶の微細配向パターンを得

る手法を用いて作製した THz 液晶デバイスの

基礎的な測定結果について報告する。 

実験・結果 

マイクロラビング法により作製した THz 液

晶デバイスの例として、図 1に液晶回折格子を

示す。通常の液晶デバイスで用いられるサンド

イッチ型のセル構造を水晶基板により作製し

た。電極材料には THz 波の透過率が比較的高

い PEDOTを用いた。また、マイクロラビング

の周期は 800 mとした。図 2はマイクロラビ

ングにより作製した液晶回折格子の2.5 THzに

おける透過特性である。液晶材料は E44 を使

用し、液晶層の厚さは 200 mとした。光源は

光励起型サブミリ波ガスレーザーであり、検出

器は焦電型検出器を用いた。液晶への印加電圧

が 0 Vの場合、x=±23 mm付近に回折によるピ

ーク現れ、電圧を 100 Vとした場合にこれらの

ピークが消滅する様子が確認された。回折光の

偏光状態や液晶回折格子の周波数依存性等に

ついては当日詳細を報告する。 
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Fig.1 Structure of THz liquid crystal grating 

fabricated by using microrubbing process. 
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Fig.2 Diffracted beam profile of LC grating. 
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